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１．概要（Summary） 

ナノポーラス材料は、規則的な微細構造を有している

ため、ナノ空間制御を実現させるポテンシャルのある材料

として注目されている。ナノポーラス材料はナノテクノロジ

ーにおいて多岐にわたって利用されているため、簡便な

合成法が重要である。今回、三次元ミクロ相分離構造を

発現させたブロック共重合体を用いてナノポーラス材料を

簡便的に合成することを目的とし、北海道大学創成科学

研究棟施設の設備を利用した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
反応性イオンエッチング装置 RIE-10NRV  
【実験方法】 

まず、無機高分子とオリゴ糖からなるブロック共重合体

を用いて三次元ミクロ相分離構造を発現させた薄膜試料

を作製した。続いて、上記装置を用いて薄膜試料に対し

てエッチング処理*1 を行った。エッチング処理前の薄膜

試料ならびにエッチング処理後の材料に対して斜入射小

角 X 線散乱 (GISAXS) 測定を行うことでそれぞれの

構造解析を行った。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

フーリエ変換赤外分光法により、エッチング処理により

目的とする反応が十分に進行したことが確認された*1。ま

た、GISAXS 測定の結果、エッチング前の薄膜試料なら

びにエッチング処理後の材料はともに同じ三次元構造に

由来する散乱ピークが観測された*1。 
 

*1) 論文執筆中のため、詳細な条件や結果については

記載できないです 

 

Figure. The thin film samples 
 
４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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